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 Warstwy zawierające pallad są stosowane w konstrukcjach czujników wodoru i jego 

związków. Rozmiar ziaren palladu i ich rozkład w istotny sposób wpływa na czułośd, możliwości 

detekcyjne i rozpuszczanie wodoru w palladzie.  

 Struktury czujnikowe zostały zrealizowane jako układ warstw wytworzonych w kolejnych 

procesach typu chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej (CVD - chemical vapor deposition, 

PVD - physical vapor deposition). W pierwszej kolejności na podłoża krzemowe (krzem 

monokrystaliczny i krzem porowaty) naniesiono warstwę diamentopodobną (DLC - diamond-like 

carbon) w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganym plazmą o częstotliwości 

radiowej (RF PACVD - radio frequency plasma assisted chemical vapor deposition) lub diamentową 

wytworzoną metodą gorącego włókna HF (Hot Filament) CVD. Ich zadaniem była poprawa adhezji 

obszarów aktywnych czujnika oraz izolacja elektryczna osadzanych w dalszej kolejności warstw od 

wpływu podłoża krzemowego.  

 W następnym etapie powstawał obszar czuły sensora poprzez osadzenie fizycznie z fazy 

gazowej warstwy węglowej zawierającej pallad. W kolejnym kroku, w procesie chemicznego 

osadzania z fazy gazowej w obecności ksylenu i argonu, w podwyższonej temperaturze (650oC) 

następowała przebudowa i powstawała warstwa zawierająca nanokrystaliczny pallad. Ostatnim z 

etapów odpowiadających za wytworzenie czujnika było osadzenie elektrod poprzez naparowywanie 

próżniowe metalu przy użyciu wiązki elektronowej. 

 Wykonane w powyższy sposób struktury czujników w kolejnych etapach prac będą testowane 

na wpływ wodoru i jego związków, a ostatecznie montowane i pakowane w obudowy. 


